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【はじめに】光発電と蓄電を積層薄膜で実現する

Fig. 1のような光蓄電池を開発している。TiO2-

polyaniline (TP)蓄電層は充放電が速く光蓄電池

に適しているが，従来の Fig. 1 (a)のような TiO2

光発電層では紫外光域しか光蓄電できなかった

[1]．そこで，Fig. 1 (b)のように発電層として

Cu2O/ZnOヘテロ接合膜を電着し，可視光域での

光蓄電を狙っている．発電層の ZnOのパルス電

流による電着において，電流 ON時に形成された

前駆体 Zn(OH)2 が OFF時に脱水分解して (002)

面配向 ZnO膜が得られるが，前駆体が面方向に

成長せず被覆率が低下した [2]．ここでは，前駆

体の成長方向と脱水分解を電流パターンで制御し

て，結晶性および被覆率の両立を狙った．

【実験】電着の電流パターンを定電流 (CC)と定電

流パルス (CCp)の複合パターン (CC+CCp)とし

た．これにより，はじめの CCで前駆体を面内に

均一に成長させて被覆率を上げ，その後の CCpで

脱水分解を促進して結晶性を高める．このように

して得られた ZnO膜の組成及び結晶構造を，さ

らに Cu2Oと積層し発電性能を評価した．

【結果及び考察】電流パターンによる ZnO膜の表

面と断面の変化を示した Fig. 2より，CC+CCpで

は緻密膜が全面を被覆していることがわかる．さ

らに Fig. 3の XRD パターンより，CC+CCpで

は，CCと同様に前駆体も見られるものの，(002)

面配向 ZnO膜が得られた．これは，想定通りに

CCで堆積した膜が，CCpによって (002)面が選

択的に成長して被覆率および結晶性が高くなった

ためと考えられる．講演では，ヘテロ接合膜の光

発電および光蓄電特性について述べる．

Fig.1 Structure of photorechargeable electrodes:

(a) TiO2-TP and (b) Cu2O/ZnO-TP.

Fig.2 Surface and cross section images of ZnO

film deposited under CC, CCp and CC+CCp con-

dition.

Fig.3 X-ray diffraction patterns of ZnO films de-

posited under CC, CCp and CC+CCp condition.
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